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CARACTERIZA(;AO DE FILMES DE TiN DEPOSITADOS VIA PVD. Giovanni R. dos Santos, Luciano A.
102 Piana, Marcelo D. Pimenta, Afonso Reguly (Laboratério de Metalurgia Fisica, Departamento de Metalurgia, Escola
de Engenharia, UFRGS)

A performance em servico de pecas ou ferramentas revestidas esta diretamente ligada as propriedades do material do
filme, do substrato e a adesdo entre as duas partes. No caso de deposi¢do do TiN em acos, onde normalmente o maior interesse é a
melhoria das propriedades triboldgicas, a adesdo do filme é de extrema importancia. Neste trabalho foram produzidos filmes de
TiN em diferentes condiges de deposicdo (temperatura e “bias voltage”), o substrato utilizado foi 0 aco ABNT M2 com dureza
média de 64 HRC. O processo de evaporacdo de titanio por feixe de elétrons em atmosfera reativa de nitrogénio foi utilizado para
deposicéo dos revestimentos. A adesdo dos filmes foi avaliada de modo qualitativo pelo chamado “tape test” e por técnicas
indiretas (como identacdo Rockwell C e teste de resisténcia ao risco). As camadas foram ainda caracterizadas através de técnicas
de microdureza, difracdo de raios-x e microscopia eletrnica de varredura. (FAPERGS, CNPQ).

176





